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О наблюдении эффекта нормальной плотности тока в разряде униполярного пробоя газа (УПГ)

Герасимов И.В., Сухов А.К., Копейкина Т.П., Бородин Н.Н.

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Кострома, Россия, e-mail: igor_valerger@mail.ru
Эффект нормальной плотности тока, наблюдаемый в 2-х электродном тлеющем разряде постоянного тока (ТРПТ), существующие теории разрядных явлений объяснить не могут [1,2]. Эффект, аналогичный этому, обнаружен в экспериментах с разрядом униполярного пробоя газа (УПГ) [3] при его возбуждении высоковольтными импульсами, поступающими на единственное покрытие-электрод (ПЭ) цилиндрической геометрии из мелкой 
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металлической сетки, через которую можно было наблюдать изменения в объеме и геометрии области свечения газа (ОС) под поверхностью ПЭ [4]. Использование сетки в качестве ПЭ позволяло исследовать зависимость геометрии и размеров ОС под ПЭ от всех параметров возбуждения разряда, – от амплитуды 
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 и длительности 
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 импульса потенциала на ПЭ, от давления газа
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Эксперименты показали, что длина 
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 объема ОС под поверхностью ПЭ при последовательном росте амплитуды импульсов 
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 (при
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 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]=



 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]const

) последовательно увеличивается в продольном направлении – к торцевой стенке трубки. Увеличение 
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 начиналось вблизи кромок ПЭ со стороны основного объема газа в трубке (на рис.1 – справа). Рост 
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 ОС предполагает соответствующее увеличение площади 
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 той части поверхности ПЭ (изолированной от газа стеклянной стенкой трубки), под которой наблюдалось свечение газа. При этом изменение тока, потребляемого от источника, повторяет изменение площади 
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 поверхности ПЭ, участвующей в развитии разряда УПГ, рис.2. 
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	Рис. 1.
	
	Рис.2.


К аналогичному результату (при 
[image: image16.wmf]const

p

=

 и 
[image: image17.wmf]const

И

=

j

) приводит и рост длительности 
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 импульса потенциала на ПЭ. 
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